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‘A51, la 2—met11-4 6—b1s-trldorometll-s—trlazxna, por ejem-

/- -2 -

?. REF: Hoe 77/K O17 (K2543)

Esta invencién se refiere a un procedimiento para la
preparacion de un material de qépia sensible a la radiacidn|
en esplcial composiciones de copia, que contienen com?uéstos
haloéenados orgdnicos fotosensibles,'cuya descomposiciéh?ba—
jo la 1nfluen01a de la radlac1on actlnlca produce cambios
f181c%S o quimicos en la compos1clon O en uno o mas de | aua
componentes. ' ‘
Los compuestos halogenédos orgénicos sensibles-a la-
radiacidén son utilizados en la induéfria, por una pérte, pa+
ra utilizar log radicales libres formados bajo la influen-
cia'gé la radiacién para iniciar reacciones de polimeriza-
cién o cambios de coloxr y, ﬁor otré parte; para efectuar
reacciones secundarias causadas por el acido liberado.
Hasta ahora, los compuestos halogenados orgdnicos co+

nocidos perteneben a una amplia variedad .de compuestos qui

A pesar de las aﬁpliér difefénciés-eﬁ su éstructura,
105 compuestosAhalogenados oégéﬁicos'hasta shora conocidos
no cumplen los requisitos de sensibilidad 6ptima dentro de
41a reglon de emisidén principal de las fuentes 1um1nosas ac-
tualmente empleadas en este campo, ‘es dec1r, los méximos de
absorclon ultravloleta de los compuestos conocidos se en-
cuentran en reglones de longltud de anda relativamente pe-
queia.
" Aunque algunas carécteriéticés indesesbles son eli-
minadas por las v1n11—halogeno—met11 -s-triazinas sustitui-
das con cromoforos descrltas en las sollcltudes de patentes

alemanas publlcadas 2.243, 621 T 2. 506 248, presentan el inc¢n

ven;ente de que su preparac16n es relatlvamente complicada.
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‘preparacién de un material de copia sensible a la radiacidén

'}.—d.‘-"" ' . . : 3+ >
’u% compuesto de s-triazina, sensible a la radiacidén corres-

"de 26 3 nficleos, sustituido o no sustituido, que puede es-

)
v
y

pl% debe obtenerse primero por co-trimerizacidn de aceto-
nltrllo y tricloroacetonitrilo y este compuesto, que es ex-
tragrdinariamente reactivo fremte a los compuestos nuclg?fln
licés, debe ser condensado después, bajo las condicidﬁés’de
una reacclon de Knoevenagel, con aldehidos, algunos de: los
cuales tienen una estructura complicada y por lo tanto son
de prepara016n costosa. El grupo vinileno resultante enla
el grupo triazina & un cromoforo N forma parte del sistema
cromoférico total que es responsable de la absorcidn deniio
de lé regién visible ¥ pltravioleta dg larga longitud de:oé@a
del espectro gue se desea. -
]; Dentro del 4mbito de esta 1nvenclon se proporcionar

compuestos halogenados orgénlcos de facll obtemidn, que son|

sensmbles a la radiacién actinica y presentan ‘buena sensibil

lidad en la regién ultravioleta ¥ visible de onda corta del

espectro y por lo tanto son adecuados para uso en las compo;
siciones sensibles a la radiacidn.

Esta 1nvenclén se refiere a un procedlmlento para la
\ . . - . .z .
caracterizado porque, en ausencia de radicacion actinica,

pondiente a la Férmula I:

. | | V . —qu”’i
' —:lif\\"“Cme3;m

X es bromo o cloro y

cHn%B-n

donde

myn son nimeros enteros de 0 a 3 cuya suma no pasa de 5;

y
R es un grupo aromético heterociclico o un grupc aromético
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aromatlco heteroclcllco correspondlente con oxigeno, azufre

’dnpgenado. Alternatlvamente R puede ser un grupo difenilo.

tres niicleos los siguientes:naftaleno, antraceno, fenantre-

'zoxazol, fluoreno, tetrahldrofenantreno v dlhldrofenaleno.

I

un ?tomo de carbono insaturado del nficleo, y un compuesto
:capi de reaccionar con los préductos de descomposicidn nor
dla luz del compuesto de s-triazina son disuéltos en u£ di-
solvente, ¥y la solucién se aplica a la superficie de ﬁhréo—;
porﬁe ¥ se seca a una temperatura elevada para formar sobre
ella una capa foto-sensible.
Pieferiﬁlemeﬁte, el grupo R, estd enlazado a través (e

un &tomo de carbono aromitico. ,

| En relacidén con esta solicitud de patenfé, el térmih<
"padiacién actinica' significa cualquier radiacidén cuya ene%
glia éorresponda por lo menos a la luz visible de onda corta
La rédiacién nltravioleta de onda larga es eschialmente adgr
cuada pero también pueden utilizarse haces de electrones y
rayos laser. ‘

' Los Simbolos de la férmulé'I fienén éreferiblemente
los siguientes significados: '
R es un grupo arilo condensado de 2 6 2 nlicleos o un grupo

\
o nitrdégeno como hetercétomos y puede estar parcislmente hi

Log nicleos del grupo R pueden contener uno o més sustituyen
teé{_ » ' -
X es preferiblemente cloro y

n'y'ﬁ son preferiblemente .cero.

Sdn‘ejemplos de grupos aromiticos adecuados de dos y

no, qninoliﬁa,‘isoqﬁinolina;’benzofurano; benzopirano, di-

benzofurano, benzotlofeno, dlbenzotlofeno, acenafteno, ben-

ELl naftalenp es especilalmente ventaaoso,

- dope o
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pondientes a la Férmula I donde R es un grupo correspondien—

i

\

\ Son sustituyentes adecuados, por ejemplo: haldgeno,
esgeclalmente cloro y bromo, grupos alquilo inferior, prefe-
rlblemente de 1 a "3 4tomos de caroono que pueden estar sis-
tlﬁuidos, grupos arilo sustitufdos o no sustitufdos, grupos
nltro, grupos- sulfonilo, grupos alquilmercapto, grupos fenllm
mercapto, grupos acilo, grupos ariloxi, grupos hidroxi y?’p?c
feriblemente, grupos alcoxi. SonAeépecialmenté ﬁentajosoé ios
grupos alcoxi de 1 58 &tomos de carbono que, a su vez; pue-.
den estar. sustitufdos con halbgeno, fenilo o fenoxi y en iog

que uno o mds grupos metlleno pueden ser sustitufdos por

puentes de 0 6 de S y grupos fenoxi, cicloalcoxi y alquenml—.

J
A

oxi.| ' ' .

Son especialmente preferidas las s-triazinas corres-

te a la Férmula II:

22 ,
53 Se:
4

donde
2?\ R, es Hu -OR3 pero preferlblemente ~0R3,

" R, es H, ¢1, Br o un grupo alquilo inferior, alquenilo,

‘ arilo, alcoxi sustituido o no sustitufdo de 1 a 4 &tot
 mos de carbono, preferiblemente H, alquilo de 1 a 3

étoﬁos de carbono o alcoxi de 1 a 3 &tomos de carbo-
no y ‘
es un grupo alquilo de 1 a 8 4tomos de carbono, que
puede estar sustitufdo con haldgeno, preferiblemenie

¢cloro o promo, O con grupos arilo o ariloxi y donde

uno o més grupos metileno puede ser sustltuido por
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puentes ae 00 8o bien R3~es un grupo cicloalquilo,
[ alquéni;o‘b érilo, espePialmenté un grupo alguilo o
" alcoxialquilo de 1 a 4 4tomos de carbono, o
'R RZ’ unidos, forman un grupo alquileno-Que preféri—
1 blemente estd enlazado al micleo de naftaleno. de tal
_ manera que se forma un anillo de 5 § 6 miembros,
X es un-4dtomo de cloro y | |
? = 'm = ceéo.
. Los cbmpuéstos donde el grupo s-triazina y un grupo al]
coxf estdn dispuestos en las posiciones 1,4 6 en las posicig]
nes 2 6 del ndcleo de naftaleno de Férmula II también son
preferldos. ' ' _ -

Como 1a actividad fotoquimlca de los iniciadores sélo
es influida insignificantemente por el ndmero de étomos de
carbono en los grupos alcoxi, la 1imitacidn a 8 4tomos de
carbono en el grupo- -0R3 no debe cons1derarse.un 1imite ri-
rgldo sino que_puede ser sobrepasado, pof ejemplo por los grupm

. pos noniqui; dodéciloxi u oétadecilo. -

.\ . Los siguientes compuestos halogenados orgdénicos se conl

§§Sideran compuestos éspecialmgnte ven@ajoéos: |
zé(naf%-i—il)-4,6—bis—triclorométil—s—triazina '
é'—(4—metdxﬁ.—naft—1 —il)-4, 6-bis—triclorbzﬁetil—s—’criazina

_2-(4—etox1—naft -1-il)-4, 6—b1s—trlclor0meull-s—tr1a21na

;2—(4-butox1—naft—1—ll) 4 6—bls-trlcloromet11—s—tr1a21na

'2-[4—(2—metox1et11)naft 1—11]—4 6-b1s—tr1cloromet11—s—tr1a—

zina -

' 2-[4—(2—etox1etll)nafb 1—11]—4 6—b1s—urlclorometll-s~tr1azuk.

eSS,

2—[4—(2-butox1et11)naft—1—1i]-4 6-b1s—trlclorometll-«—trla-

L 21na L
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' 2—(naft—2—ii)—4,6—bis—triclo:ometil—s—triazina.

_ mids alld de 500 nm.

\
...se preparan, de la forma mds sencilla, por co-trimerizacién
T . -

=T -

i

\

\ : :
2%(2—metoxi—naft—1-il)—4,6—bis—triclorometil—s—triazina

2~{6-metoxi—s-me{ii-naft—z-i1%-4,6-bis-trielorometil-s-tria-
\ ziﬁa 7
2—@6-meto%i—naft—z—il)—4,6-bi§-triclorometil;s—triazina
2-(5-metoxi-nafi-1-1il)—~4, 6~bis~triclorometil~s-triazina
2-(4,7—dimetoxi;naft-1-11)-4;6—bis—triclorometil-é,ﬁriazina
2—(6—etoxi—naft-2—il)-4,6—bis—triblorometil-sftriéziné

2—(4,5—dimetoxi—na%té1—il)-4,6—bis—trielorometil—g—t?iazina

2,

2-(acenaft—5—il)—4,6-bis—triclorometil—s-triazina3

!
¥, ligeramente menos activa,

AT A

'
{

| ios‘siguientes son compuestos halogenados aaanuados
Selpccionadoé.enire grupos que no responden a.la Férmula 114
5 (fenantr-9-il)-s-triazina, 2-(dibenzotien-2-il)ss~triazi-
na, 2—(benzopiran—3—il)-s—triaziﬁa y las 2-(4-alcoxiantrac—
1Til)—4,6—bis—triclorometil—s—triazinas. La absorcibn de la

clase de compuestos mencionade en ltimo lugar se prolonga
Tas aril-halbgeno-metil-triazinas de esta invencién

de los nitrilos de deidos arilcarboxiiicos con haldgeno-ace+
tonitrilos, en preéencia.de dcido clorhfdrico y catalizado-
ré;'de Friedel-Crafts, v.g. A1013, AlBrB, T1014 o eterato ds
triflucruro de boro, andlogamente al método descrito en
"Bull. Chem. Soc. Jap.", 42, 2924 (1969). Otros métodos de
sintesis.de 103 compuestos coﬁsiste en hacer reaccionar
.arllamldlnas con pollcloroaza—alquenos, de acuerdo con el
método publicado en "Angew. Chem," 78, 982 (1966) o por reag
016n de cloruros o anhfdridos de 4cidos carboxillcos con

n—(1m1noacll)trlcloro—acetamldlnas- las 2—ar11—4-met11—6—
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) critalen la patente britdnica 912.112. Los métodos para la

" con isocianatos de clorosulfonilo (GSI) y después con dime-

',1—cloro-2-, 5—cloro—2- 6—bromo—2- i—met11-1- S—metil=]=,

triilérometil—é—triazinas tambiédn se preparan fécilmente
. ’ 7-'.' . & .

mediante 1la reaccidn mencionada en Gltimo lugar que estd des
; . ’

cloracién y bromacibn subsivuiente de losg sustiﬁuyentes al-

quillcos de las- s-triazinas, para formar alqu11—s—tr1d71nas

,_J s

_halogenadas ¥ las reacciones de 1ntercamb10 medlante las
cualés los 4tomos de bromo de los arupos trlbnomometllo pues
den ser sustltuidos por hidrdgeno y los grupos trlhaloveno—
metilo de las js~triazinas pueden ser sustitufdos por gru-
pos amino o alcoxi estdn publicados en'. Org. Chem." 29,
1527 (1964).7 lgunos de los nitrilos empleados para;la co—
trimerizacid sén prcductos comerciales 6 pueden préﬁararse.
de forma éencilla, por ejemplo por deshidratacién“de:amidas
u oximas de deidos éarboxilicos 0 por reaqciéd de -compues—
tos érométiqos bromados con cianuro de cobre I.
Frecuentemente, es ventajoso hacér reaccionar prime-—

ro 4cidos carbox{licos o compuestos aromdticos activados

tilformamida, en una sola Qperacign, formando asi{ los nitri
- los, después de la formacién iﬁterquia de los amido-N-sul-
\fbclofuros de deidos carboxilicos;.ﬁomo se describe en
"Chem. Ber.", 100, 2719 (1967).

\\‘ Adenés de ‘1los nitrilos de 1os que derlvan 1as bis-trit
clgromet11—s—tr1a21nas menclonadag en 1os ejemplos, también
'épn a&ecuados como aductos 1os siguiehtes compuestos, por

ejemplo*d4-cloro-1-, 5=-cloro-1, 4—bromo—1-, Smbrémo—1~,
-2, 6—d1metox1—1, 2 7—d1metox1—1- 5~n1tro-1— 3,6-dicloro=1—,

2-et11—1—, 3y 4—d1met11—1—, 3, 6—d1met11—2-—2 4~isopropiloxi-

1=y 4-bromo—3-meto,{1—2-, 4~(2-cloropropil)- 1—, 4-aliloxi~1-,
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-4—carbon1nrllo, gquinolin-4-c arbonltrllo, 130qu1nolln—5—car—

_bis-triclorometil-s-triazinas nd sustitufdas, que también

vs~triazinas de esta invencién todavia no han sido descritas

T

4—%iclohexiloxi—1~, 4-n—octiloxi-—q=-, 4—fenoxi-1—; 4~p-t0lil-

oxi—1~, 4-benciloki-1— 4-(2—etilmercapﬁoetil)—1— y 4-fenil-
\
—anto—nltrllo y tam01en 4-acetil-1—-, 4—acetox1—1—, 4-hidro-

13

x1—1— y 4-metilmercapto-~i-nafto-nitrilo; 2—cloro-, 4r'—nitro-
4'—bromo—, 3—bromo-d1fen11~4~carbo—n1trllo benzot;ofﬁn—z—

carbonitrilo, ~5-carbonitrilo y —7—carbon1trllo, dlbenzotlo—
fen—4~carbonltr110,.benzofuran~2- '—3-carbon1trllo, dlbenr
zofuran—1—bérbonitr&10, -2-carbonitrilo y -3-carbon%tqilo, 7
antracen—1—carbonitrilo y —2-carbonitrilo, 4—meti1;aﬂgracen—
1—carbon1tr110, 3-cloro—antracenr1—carbonltrllo, fenantreno-

.....

1~carbon1trllo y —2-carbon1trllo hg 3-cloro—fenantreno—9—car—

bonltrllo, acr1d1n—2—carbon1trllo, fluoren—2~carbon1tr110 y

bonitrilo, benzoxazol-2-carbonitrilo, xanﬁen—4—carbbnitrilo,
acenaften~5—-carbonitrilo, 2,3-dihidrofenalen~6-carbonitrilo
¥ 1,2,3,4-tetrahidro-fenantreno~g-carbonitrilo.,

A excepeidn de las 2-naft-1-il- y 2-naft-2-il—4,6-
son conocidas como fotoiniciadores, las aril-halégeno-metil~

en la bibliografia,

_ Los nuevos fot01n1c1adores tienen muchas aplicacio-~
nes. Por ejemplo, pueden utilizarse como inicladores muy efi-
caces para las reacciones de fotopolimerizacidn desencadena~
das por radicales libres. Tos monémeros adecuados qu; experi-
mentan estas reacciones de poliadicibn son, por ejemplo:
mono=, bi-, tri-y tetra-ac;;latos y -metacrilatos de alcoho-
ies o fenoles monofuncionales y poiifuncionales, amidas de
dcido acrflico y metacr{lico derivadas de aminas monofuncio-

nales o polifuncicnales ademds de ésteres vinflicos y amidas
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viniiiqas. Las composiciones polimerizables de este tipo pue

den o[tener ademis cargas, ligantes, inhibidores de la po-

limerizacibn, colorantes, copulantes coloreados, plastifican-
! T

tes, promotores de la adhesidn o agentes absorbentes de ox{-

geno, en.cantidades variables. Si las composiciones Se apli-

can en forma de capas a 1os soportes, gue pueden ser pretra—

' l
tados qulmlcamente, si se desea, por ejemplo a lamlnas de

acero, cromo, cobre o latén, o sobre materiales plésticos,

papel, vidrio, madera o cerdmica o sobre materiales compues-

tos constitufdgs por dos o mds de estos materiales, la capa

‘fotosensible tambidén puede ser cubierta con un recubrimiento

protector que ibe el acceso del oxigeno.,

' 'ﬁos'fotéiniciadores de esta invencidn son eficéces en
proporc10nes de solamente 0,05 % de 1os sélldos contenidos
en la comp031016n y por regla general no es aconseaablo uwn
aumento de esta cantidad rds alld del 10 %. Preferiblemente,
se utilizan_concénfraciones enfre 0,4 y,f % en peso.

_ Ademds, los fotoiniciadores. de esta invencién pueden

utilizarse en composiciones sensibles a la radiacibn que expg

rlmentan un cambio de propiedades por 1a accibn de los cata~
ilzadores 4dcidos formados durante la fotollsls del inicia-

dor. En gste,aspecto, debe mencionarse la polimerizacidn ca-
tiégica'de’sistemas que dontienen.éterés vin{licos, compues-~
tos N—vinilicoé como N-vinilcarbazol o lactonas especiales

ﬁériables por los deidos, sin omiﬁir,'Sin émbargo, que en ald
gunos de estos sistemas también pueden tener lugar reaccmoneg

1n1c1adas por radicales. Ademés, podemos menclonar los amino-

-

pléstlcos,_como resinas de urea/formaldehldo, resinas de

melamlna/formaldehldo y otros compuestos N—metlléllcos v

v

're51nas de fenol/formaldehldo como oompos1c1ones que son en-
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~epbxidas sean endurecidas por los deidos de Lewis o por dci-

“tes ?oloreados, v.g8. compuestos leuco o de causar un despla-

P | 11 -

durecidas por los 4cidos. Aunque es normal gque las resinas

1 .

dos\ouyos aniones son menos nucleofflicos que el cloruro o
o : . . : .

el bromuro, es decir, los aniones de los 4cidos halohidricos

formados durante la fotolisis de los nuevos fotoiniciadores,

2L

las capas compuestas por resinas epbxidas y novolaksféndure-
cen répidamente en presencia de 1las aril—halégeno-ﬁéfil-s—
tr1az1nas de esta invencién. ° ;
Otra propiedad ventajosa de los nuevos fOtOLnlClado—
res de acuerdo con la invencién es gue son capaces de produ~

cir camblog de colox en los sistemas coloreados durante la

i
ki '

fotolisis o de iniciar la formacién de color en los’ Eopulan—

i

zamiénto o intensificacidn batocrdmico del_color en - las mez
clas que pontieﬁen éianina, merocianing o baées coloreadas
estir{licas. Ademds, en las mezclas como las descriias en la
golicitud de patente alemana publicada 1.572.080, que con-
‘tienen una base coloreada, N-vinilcarbazol y un hidrocarburo
‘halogenado, &l compuesto halogenado tetrabromometano puede
‘f?r sustitufdo por un pequeflo porcentaae, es decir alrededor
a& 1/40, de su cantidad de aril-bis-triclorometil-s—triazina.
Los cambios de color son muy convenient es en ciertas
técnicas,‘por ejemplo en la manufgctura de planchas de impre-
gidn, porque.hacen posibie examinar la plancha expuesta in-
cluso antes de ser revelada. Los donadores de &cido descritos
en las soiicitudes de patentes alemanas publicadaé 24331377
y 2.641. 100 pueden ser sustltuidos ventajosamente por los
fot01nic1adores de acuerdo cbn esta invencidn,
- 'Entxe'las composiciones de esta invencidn, sin embar-

g0, son especialmente ventajoéas aquéllas que ademds de las
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, esen01al, un compuesto que incluye por ‘1o menos una unién

‘B COmpuestos nollnerlcos que contlenen grupos recurrentes

de composiciones de copias sensibles a la radiacién en la soq

flicitud de péiente alemana publicada 2.610.842; las composi~-

de fot011s1s de las aril—halégeno-metll—s—tr1a21nas de esta

—12 -

|
arﬁl-halégeno-met1l~s—tr1a21nas contienen, como componente
\ o’
0~0=C capaz de ser "escindida por un 4cido.
Tas éiguientes sustanciaé se mencionan como ejemplos
compuestos gue pueden ser esciﬁdidos por los écidoa: .y
A Compuestos que contienen por lo menos un grupo acenal de
éster de &cido orto-carboxilico y/o de amida de ac1ao car
boxilico;'los co&puestos pueden tener,carécter’poliméri—
co y los grupos pueden encontrarse éomo elementus’ conectot

res en la calena pr1n01pa1 o como. sustltuyentes latera-

les. . : - T

\ l '

r
agetal y/o ‘cetal en los que ambos dtomos de carbono de la

posicidn o de los alcoholes requeridos para formayr. los
‘grupos son aliféticos. '
; Los compuestos del tipo A que pueden sexr esclndldos

por 1os dcidos estan descritos con detalle como componentes

c1ones de copia gue contienen 10s comnuestOS del tipo B son
ei objeto de nuestra solicitud de paﬁente paralela némero
469.088 presentada simulténeamente con este caso.

’ O*ros compuestos capaces de ser 3301nd1dos por los
écidos son, por eaemplo,_los arll—alqull—acetales y 7am1nale$
particuléres descritos en la patehte alemana publicada
2.306. 2482 que también son descompuestoé por los productos
1nven016n. -

Las compos1c;ones en las que las moleculas que influ-

yen esenclalmente -en las propleuades guimicas y/o fisicas
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de la composicibn por su preéehcia, son directa o indirecta~-
“mente convertidas"eﬁ moléculas més pequefias por la accién de
) L4
1a radiacidn actf{nica, normalmente preserten una mayor solu-
bilidad, pegajosidad o volatilidad en las gzonas expuestas.
Estas zonas pueden ser removidas por medios adecuados, por
ejemplo disolviéndolas en un lfquido revelador adeéué@é. En
el caso de las composiciones de copia, estos sistemas se de-
nominan "sistemas de trabajo en positivo”.

Tas resinas de condensacién novolak adecuadas para
muchas composiciones de copia de trabajo en positivo también
han resultado adecuadas y ventajosas como aditivos‘dé;las
comp051clones de copia de esta invencidn y comprenéeﬁ ¢ oM~

’puestos capacec de ser descompuestos por los écldos.‘~stas
resinas, especialmente las resinas de mayor grado de;ébnden—
sacién, que contienen fenoles sustitufdos como productos de
co-condengacién con el formaldehido, provocan una intensa
diferenciacidn entre las zonas expuestas y no expuestas de
la capa durgnte elrrevelado. EL tipo'y la cantidad de la re-
sina novolak agregada puede modificarse segln el fin al que
se destina la composicibn; se prefleren unas proporczones de
i;novolak. comprendidas -entre 30 y 90 % en peso y especialmente
entre 55 y 85 % en peso, calculadas sobre los sélidos de la
combosicidn. Ademés, también pueden agregarse otras diver-
sas resinas aparte de los hovolaks, siendo preferidos los po-
1imeros vin{licos coﬁo poli(acetatos de vinilo), poliacrila-

tos, $teres polivin{licos y polivinilpirrolidonas que, a su

vez, pueden estar modificados con comondmeros. ILa relacién

.
1o

més favorable de estas res1na§ depende de requisitos préct i~

cos y de su influencia sobre las condiciones de revelado;

normalmente, no pasa del 20 % del componente novolak. Para
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ladores alcalinos acuosos habituales en este campo, a los

requisitos espeéiales relativos a la flexibilidad, .adhesidn,
brillo, etec., ppé&eﬁ agregarse‘a la composicibn fotosensible
cantidades minoritarias de otras sustancias como poliglico-
les, derivados de celulosa, v.g. etilcelulosa, agentes humec
.tentes, colorantes, pigmentos finamente divididos jy, sires

necesario, absorbentes de ultravioleta. '

Preferiblemente, el revelado se realiza con los reve-

que pueden agregarse pequefias proporciones de_disolvehtes or
génicos.

TLos soportes mencionados en relacién con las composi-

ciones fotopolimerizables también pueden .ser.utilizsdos paral.

“las composiciones de copia de trabajo en positivo. Ademés,
pueaen.emplearse las superficies de siliciq ¥y didxido de si~
licio conocidas en los procesos microeléctrénicos.r

Ta cantidad de fotoiniciador contenida en las composi-
ciones de cdpia de tfabajo ép positivo también puede variar
ampliamente, de aduerdb con la sustancia utilizada y el tipo
de lg cépa. Se obtienen resultados favorables cdn propprcio—

sfes que oscilan.aproximadamente entre,o,bS ¥y 10 %, calculado
éobre los sélidos totales, siendo preferidas unas prbporcio—
nés de 0,1a5 %.rEﬂ el caso de las capasrde méds de 10 ym
de'éspesor, se recomienda utilizar una cantidad relativamen-

te pequeﬁa,dél donador dé 4eido, .

En prineipio, cualguier radiaéiéﬁ'electromagnética qu 4
emita ondas de unarlongitud de hasta 600 nm eé capaz de ini-
ciar las rqacciones del'tipo_?esérifo en laé composiciones
de esta invencitn. Ia reéién%ﬁfeféfida’de.longiiudes de onda

es de 300 a 500 nm. T

" e l it L e o0 oo b v e 10
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 otros numerosos materiales orginicos — pueden ser totalmente

ﬁl gran nimero de aril-halégeno-metil-s-triazinas con
méximos de absorciéﬁ profundos en la regidn visible del es-
peéﬁro?y regiones de ébsorcién‘que se prolongan mis aliéd de
500 nm!hace posible seleccionar un fo%oiniciador que se
adapte Sptimamente a la fuente luminosa empleada. Eniprinci—
pio, sin embargo, también es posible una sensibili?aé%%n.
Las f&entes luminosas adecuadas son, por ejemplo: fééﬁéras
tubulares, lémparas de Xenon de impulsos, lémparas de vapor
de mercurio a ta presién dcpadas con un haluro metéllco ¥
lémparas de ardo de carbdn. Ademds, las éomposiciones de co-

a

pia fotosensibles de esta invencién pueden ser expﬁé%ﬁés a
los ‘proyectores y aparatos de ampliacibn convencioﬁ&i@é, a
"la luz de iémpgras de filamentos metdlicos o por e&fbéicién
de contacto bajo bombillas incandescentes normales. fiterna—
tivamente, pueden utilizarse para'la composicibn rayos laser

goherentes. Se han encontrado adecuadog para los fines de
esfa invencién los lasers de onda corta de rendimiento ener-
gético adecuado, por ejemplo lésers de argon, lasers de idn-
cripton, lasers de colorantes y lasers de helio-cadmio que
xgnﬁmn entre 300 y 600 nm, E1 rayo lésgr es.dirigido por un
"Eovimiento lineal programado y/o de rejilla ‘dado,
Otra posibilidad es difergnciar las capas de esta in-—

vencidn por irradiacibn con haces de electrones. Las composi+

ciones de copia de acuerdo con esta invencidn - igual que

descompuestas y entrecruzadas por los haces de electrones,

de manera que se forma una 1magen negativa después de haber
removido las zona.s no expuestas con un disolvente o por expo-
sieibn sin un original seguido de revelado., En el caso de un

haz de electrones de menor intensidad y/o mayor velocidad de
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opera016n, sin embargo, el haz de electrones produce ung di-

fere 01a016n hac1a wa mayor solubilidad, es decir, las zo-
P

nas'irradiadas de la capa pue@en ser removidas con un reve-

lador. Las condiciones mis favorables pueden ser determina-

das ficilmente mediante ensayos preliminares.

{ Preferiblemente, las composiciones sensiblegwéiia ra~
diqcigp de acuerdo con esta invenciln se utilizan ﬁéfé manu-
factura dé forpas de impresién, especialmente offset,- gra-
bado a media tinta y formas de impresidn a rejilla; befo tam
bién en fotoprotectores y en los llamados protectores secos.

Los sig ientes ejemplos sirven para ilustrer la inven

N : .
cidn con detalle. En primer lugar, -se describe la pfepara-

"¢ién de variosg de los nuevos nitrilos de 4cidos arilcarbox{-

licos que sirven'cbmo.materiales de partida con.loé Que se
preparan 1os fotoiniciadores. Desﬁués se describe ia prepara-
cién de algunas de las hangenofmetii—s—triaéinas sustitui~
das que resultan édecuadas“como éompuestos formadores de dei
do-en las composiciones de copia de esta invencién., Son desig-
hnadas como cbmpuestos 1220y nos'rgferiremos a lag mismas

.en los e;emplos mediante estos numeros.
(23
\

: En los ejemplos, 14 relacién entre partes en peso y

nartes en volumen corresponde a 1la relacwdn entre gramos y
mllllltros. Los porcentajes y proporciones se dan en peso sal

vo 1ndlca016n en contrarlo.‘ : -

Preparaciln de nitrilos de 4eidos arilearboxflicos
Loérsiguienies nitrilos de écidos arilearbox{licos
R-CN, que todavia no hen sido descritos en la blbllografla,
- se preparan por analogia coﬁ:las 1nstrucclones dadas en
“Chem. Ber.", 100, 2719 (1967), a partlr de los correspon-

dientes acldos carbox{licos R—COOH o dlrectamente a partlr
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[ ' : . : :
de los compuestos alcoxiarflicos R-H, por reaccién primero

con ‘sécianato de clorosulfonilo y después con dimetilfor—

mamidas
| -
i : TABLA T
Nitrilos ~R~CN |
Nitrilo p.T, éusﬁancia
ne | R ' (°0) de -partida
1 4-(2-etoxietoxi)- aceite; destilado en R-H
naft-1~ilo un tubo de bulbo; ba . .
‘ fio de aire 130-1400C/ - -, .
_ 5,104 torr '
2 447-dimetoxi- - 109-110 ) R~-H
naft~j-ilo . S
3. 4,5-dimetoxi~ . 120,5~121,5 . -R-H
_ naft 1-1lo _ - . L
4 S-metil-6-mebom  74-85% . E-H
xi~naft-2-ilo o
5 j-metoxi-antrac—  143-145 ' R-H
1=ilo _
6 5-metoxi-naft— 89--91 R-COOH
’ 1=ilo .

¥ producto crudo;.purificacidp en la etapa de aril-s~tria-~
zina. . | | 7
.  Ias sustancias de partida del nitrilo n? 1, 1-(2-eto
”;i—etoxi)naftaleno, con un punto de fusibn de 91-9500/0;002
“torr, se obtienen por’alquilacidn de 1-naftol con éter mono-
‘et{lico ae_etilengli601/cloruro de 4eido p~toluensulfénico,
de acuerdo con el método descrito en "Monaishefte Chem.",
82, 588 (1951).

Preparacidn de bis-triclorometil-g-triazinas

Se introduce 4cido clorhfdrico gasedso, a una tempe-
ratura de 0 a 5°C, en una solucibn de 29,1 g de 1-etoxinafta-
leno, 100 g de tricloroacetonitrilo y 1,65 g de tribromuro dd

aluminio mientras se agita la solucidn., Al cabo de wnas 2 hoq
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ras.ﬁafsolidifibédo la masa del matraz; se interrumpe la in-
trod c‘ién del ga; vy la refrig%?acién. Cuando la mezcla de
reaqcién se calienta a la temperatura ambiente se vuelve par+
cialmente 1{quida de nuevo; se enfria otra vez a 0°¢ y de
nuevo se introduce dcido clorhidrico gaseoso duranie 2 horas
Después de que la masa se ha calentado de nuevo esportanea—
mente'y se ha enfriado a 0—5 O y después de haber 1ntrodu01—
do &cido clorhidrlco gase0so durante 2- -horas, la na.8a. . enton-
ces sélida se Ieaa en reposo durante la noche a la teﬂnera—
tura amblente. A continuacidn se disuelve en cloruro dD hetlu
leno y se sacuge en una pequefla cantidad de agua. Despues de

haber secado 1 soluc16n sobre sulfato sédico v haber senaran,

V'do el disolveﬁte a presibn reducida, se obtiene un producto

crudo gu.e se libera del méterial de partida qgue no ha reac—
cionado y de 1a tri—triclorOmetil;s—triazina, gue se forma
mediante una reacciln secundaria, por desbilacién en un -apa-
rato de tubo de bulbo (bafio de aire: 110-130°0/0,1 torr). Se
obtienen 24,1 g de un residuc constitufdo por 2-(4-etoxi-
naft~-1-il)-4,6-bis-triclorometil-s~triazina casi pura que,
después de recristalizada en eter dletlllco, tlene un punto
de fusidn de 154,5—156 5°c.

) Las arll—bls—trlclorometml—s—tr1az1nas cltadas en la
Tabla IT se prenaran de forma anéloga, purificando en algu-
nos casos los productos crudos por cristalizacién y en otros
por'filtracidn adicional sobre gel de sflice, empleando clo-

ruro de metileno como disolvente ¥ eluyente.
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PABLA II

Aril-bis-triclorometil-s~triazinas corresvondientes a la Férmula I dc

Fotoiniciador '
ne . R P.f. (°C)
1 | Naft-1-ilo {ée;ﬁzg
2 2-Metoxi-naft~1~ilo 1622165
3. 4-Tetoxi-naft-1-ilo \;& 181,5-183
4 5-Heboxi-nart~1-ilo . 154156
5  4-Btoxi-naft-1-ilo x 154;5—156;5
6 ' 4,5-Dimetoxi-naft—1—ilo 1655167
7 4,7-Dimetoxi-naft~1~ilo 136-137
8 4~(2-Etoxi-etoxi)-naft—1-ilo 103-105
g% Naft-2-ilo | 210°211,5
10 1-Metoxi-naft-2~ilo 1 132-134,5
11 3-Metoxi-naft-2-ilo : f 173-175 .
12  6-Metoxi-naft-2-ilo 191,5-192
’ i
13 5-Metil-6—metoxi—na£t-2-110 211-214
14 Quinol-3-ilo 201-204
15 ' B enzopiran—3—ilo 185-188,5
16 4~Penil-fenilo 149,5-151,5
17 ' Dibenzotien-3-ilo : 243,5-244,5
18 Fenantr-9-ilo ;\ 181‘—1 84,5
19 ,  4-Hetoxi-antrac-1-ile i 221225
20 Acenaft-5-ilo S 204-205

g punto de fusibn de 216 -218°¢ dado en "Bull. Chem. Soc. Jap," 42,

b5

\
\

Bivliografia: 210-212°C.




TABLA IT

=0 y X =01

1as correspendientes a la Plrmuls I-donde n =m

Méximo de absorcidn de onda larga

P.f. (°C)
{%8:§129
ilo {6§§165
ilo \- 181,5-183
ilo | 154156
w6 154,5-156,5
t=1milo 1655167
t-1-ilo 136-137
)-naft-1-ilo 1032105
éjq%211 9 .
ilo 132-134,5
ilo 173175
ilo 191,5-192
i
—naft-2-ilo 211-214
: 201-204
) 185-188,5
| 149,5-151,5
0 : | 243,5-244,5
‘\‘ 181‘—1 84,5
A-ilo 221-225
204-205

L
\
{

max

- 363

Lo, "A 368

3388

C 399

388
- 416
" 404

A ()

386°

-1 367
371
322
385
351

i

(hombro) -

374

390
317
405
332
355
363
446
396

=

loge

4,05

3,59

4433
3,87
4,34
4,16
4,27

4434

3,52
3,71

4,29

2,98
4,27
4,28
1,20
4,28
4,04
4,49
4,30
4,05
4,24
4,18

3°¢ 3azdo en "Bull. Chem. Soc. Jap." 42, 2924 (1969) no pudo ser confirmado.
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Una, plangﬁé ae aluminio electro}iticamenbe dotada de
aspereza y anodizada se recubré por centrifugacibn con unza
solucibn de recubrimiento constitufda por:'

6,7 partes en- peso - de triacrilato de trimetiloletano,
6,5 partes en peso de un copolimero de metac?iléto de
metilb/écido metacrilico Echjun

{ndice de acidez de 115,

0,12 partes en peso del fotoiniciador n? 5,
64,0 partes en peso de éter monoetf{lico de etilengli-—
| ' ' col, '
23,7 partes en peso  de acetato de butilo y
'0,3 partes.en'ﬁeso de 2,4—dinitro—6-cloro—2'—acetami—

do~5'—metoii—4'—(B—hidroxietilwa'—
cianoetil)amino—azobenceno,
de manera que después de secar se'obtiene una capa gue pesa
de 3 a4 g/m?. Déspués se aplica sobre la plancha una caps
protectora de 4 ﬁmrde espesor, de alcohol polivinflico
(Mowiol 4/88, Hoechst AG), se expone durante 30 segundos dest
,de una distanéia de 110 cm a la luz de una ldmpara de un ha-

¥

luro metdlico de 5 kW bajo un original de linea/rejilla y se
~reyela con una solucidén al 1,5 % de metasilicato sédico.
{=. Asi se obtiene dna imagen negativa del original, Una
tirada realizada con una plancha de impresidn 6ffset prepa-
" rada de esta forma se interrumpe después de haber impreso
200.000 copias de calidad perfecta.
EJEMPLO 2

Este ejemplo describe la manufactura de una capa pro-

tectora seca de trabajo negativo. Se aplica por centrifuga-
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24,9 partes en peso de un copolimero de 30 partes en peso

‘bre un soporte constitufdo por un material aislante provisto
jee una capa de cobre de 35 pm de espesor, Después de exponer
nél material durante 60 segundos bajo un original que contie-

, g

~ademds de motivos 1i neales ¥y en regllla, empleando una 14mpa-

—21-

cifn una solucién de recubrimiento constitufda por:

\ ) de écldo metacrilico, 60 partes en peq

\ so de metacrilato de n-hexilo y 10 pai

= -+~ tes en peso de estireno,

~ (3

e '.s
ﬁ'?
-

16, 1 parues»en peso del producto de reaccién de 1. mol de

~ 2 's

2,2,4—trimefi1hexametilen—diisociana—

———

to y 2imoles de metacrilato de hidro-

- . xietilo,
6,41%partes en peso de dimetacrilato de triefilengligol,
0,58ipartes en peso del foﬁ01n1c1ador ne 3, o
O,1fjpaftes en peso del colorante empleado en el Egemr
plo 1y , '
57,9 partes en peso de metiletilcetona .

sobre una pelfcula de poli(texeftélato de etileno), de ma-
neré que la capa seca pesa 25 g/mz. Fl material resultante

se estratifica en un estratificador comercial, a 1zp°c, S0~

ne un indicador de la calidad de imagen de tono continuo,

ra'de.un haluro metdlico de 5 kW como fuente luminosa como

en el Ejemplé 1, ¥ revelar con una solucidn de carbonato sb-
dico al 0,8 %, se obtiene una imagen nega%iva del motivo li-
neal ¥ en>rejilla y los escélonés 1 ahb del indicador de'la.

calldad de 1manen permanecen en forma de un relleve, mientrag

que el escalén 6 del 1ndlcador de 1a calldad de imagen ha si-s

do parclalmente covroido.

La capa pro*ectora es reszoﬁente a 1os procesos “de

i
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ar bado, por ejemplo con soluciones de cloruro férrico y a

la ?ccién de los ‘bafios de electrodeposicidn utilizados para
‘ ,

la produccidn de circuitos.

- EJEMPLO 3

*

Unz plancha de aluminio dotado de aspereza mecénicas~

1

mente se recubre por centrifugacibn con una solucién de:

4,3 partes en peso de un novolak de fenol-formadeliido

/ (intervalo de fusién 110-120°C, de

acuerdo con 1a norma DIN 5318{),

10,6 'partes en peso de N~vinilearbazol,

0,24 partes én peso -~ de 2—(pedimetilaminoestiril)benzo-
3 | 'tiazoi,

'0,25,parteé en peso de fotoiniciador n® 7 y

84,6 partéé en peso de metiletilcetona.

Despuds de secar se obtiene una capa fotosensible de
1-2 ym de espesor. La plancha se expone a la manera de ima—
gen. durante 8 segundos como se ha descrito en el Ejemplo 1;

durante la exposicibn, la tonalidad de color en las zonas de

imagen de la capa cambia de amarillo a rojo anaranjado. lio~
A\

L. .
_wviendo la plancha de un lado a otro en una solucidn revela-—
Yot .

e N -

\
dora, constitufda por:

0,6 partes en peso ' de NaOH,

O,Szpartes en peso de NaQSiO3.5HéO,

1,0 partesAeh peso ‘de n-butanol y

97,9 partes en peso de agua completamente desalada,

se remueven las 4reas no_expuesfas de la capa dentro de un
periodo de 75 segundos. Cuando la plancha se enjuga con tin-
ta grasa, las zonas expuest&gzderia capa aceptan la tinta

de manera que la plancha puede ser utilizada para imprimir

en una néquina offset.
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‘tidad igual de fotoiniciador n? 13 y se emplea una pellcula

48;3-pértes en pes$o

12,97partes:en peso

[ . EITUPLO 4

Se replte ;l Ejemplo 3 a excepcidn de que en la solu—
7016n.d recubrimiento la base de color estirflica se sustituq
ye poriuna cantidad igual en peso de la base de color de
01an1na 2—[1-clan—3-(3~et11-2—benzotlazollllden)prunen-1-11]—

~ sl

qulnollna y el fotoiniciador ne 7 se sustituye por una~can—

de pollester para recubrirla,. . -

“n .

Por expo 1016n 2 la manera de imagen del materlal du~
rante 16 segurcos como se ha descrito en el Ejemplo 1, el
color de las zonas de 1magen cambia de un rojo claro inwclal
a violeta inte so. -

Engugando con el revelador utilizado en .el Eaemplo 3,
se remueven las zonas sin imagen. Asi se produce una 1magen
negativa del original, .

Este método puede utilizarse: para la produccién de
peliculas de nrueba en color.

EJEMPLO 5
. Una plancha de aluminio dotada de aspereza mecédnica~

mente se recubre por centrlfuga016n con uvna capa de -la si-
guiente compoglc16n, ‘a partir de una solucién al 10 ? en me~
tiletilcetonas
de una resins epbxida (obtenida a par-
$ir de epiclorhidrina y Bisfenol 4,
pesb'équivélente époxi 182-194),
48,3 parteé en peso  de un novolak de cresol-formaldehido
' (1ntervalo de fu516n 105-120 G de

acuerdo con ‘la norma DIN 53181),
. @el fotoiniciador n? 3y

0,5 partes en peso de violeta cristal.
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‘nuevos fotoiniciadores y compuestos que son escindidos por

- 24~

Mediante exposicidn de 60 segundos a la manera de ima-
gen como en el Ejehplo 1 y revelado de 40 segundos con el re-
velador empleado en el Ejemplo 3, se obtienghuna imagen nega-|
tiva del original en el que lag zonas sin imagen estdn exen—
tas de espumas ' & ‘

. 8i la resina epbxida se sustituye por la misma conti-
dad del novolak antes citado, se vuelve brevemente visible
durante el revelado una imagen negativa pero la resisfencia
de la'capa’al revelador es tan baja que toda la capa éeddi—
suelvé.del,mporte dentro de un periodo de 30 segundos{ 7
- EJEMELO .6 '

N

Este ejemplo indica como las capas que contienen los

los 4cidos son dotadas de imagen mediante haces de electro-
nes: .

Se aplican unas capas de unos 2 um de espesor de la
siguiente cqmposicién: 7 '
74 % del novolak empleado en 1 Ejeaplo 5,
22 % del compuesto eseindido por un &cido,
3;8 % del fotoiniciador y S
0,2 % de un colorante
a ﬁha plancha de aldﬁinio.do{ada de aspereza mecédnicamente
¥ deébués se irradian con haces de electrones de 11 kW. Las
zonag irradiadas son solufilizadas en las condiciones indicas
das en la Tabla III, '.

Para revelar, se empléa el revelador del Ejemplo 3
o' la siguiente solucidn reveladora:  '

5,5 pértes en peso de éetagilicatorsédibo.9HéO,
3,4.pértes en’ peso de fosfato trisddico{TZHéO,

0,4 paftes en peso' de fosfato monosédicg*anhidro,
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90,7 partes en peso de agua completamente desalada.
| = TABLA IIT
Fotoini Energla

ciador Compuesto escindl 1rrad1a Revelador Tiempo de
ng do por un d&cido gegin €. revelado,

(3
h@sé&é) Ejemplo (segundaﬁ

3 ~  poliacetal obteni 1=10,10" -2 6 " 4
do a partir de ben ' :
zaldehido y trie=
tilenglicol

-

\fl

5 poliacetal obteni 1—‘!5.10“2 . 3 210~
_ do a partirdeal-= - T
dehido .propidnico
y trietilenglicol

8 Ster bis-difenoxi 1-30,107 6 36
. metf{lico de poli- . . R
Pos glicol 200 . "l

EJENPLO
Para la preparacibn de una plancha de re~ampliacibn,

se propara una solucién a partir de:

4,0 partes en peso del novolak del Ejemplo 5,

1,2 partes en peso  de &ter big(5-etil-5=butil-1,3-dioxan~

2-f1ico) de poliglicol 200,

0,2 partes en peso del fotoiniciador n? 12, N

é2,01 partes en peso de violeta cristal y

94,6 partes en peso . de metiletilcetona

y 'se aplica, eh una centrifuga, sobre una planchs de alumi-

nio ceplllada. La plancha se exnone durante 30 minutos bajo

una diapos;tiva desde una distancia de 65 cm, empleando un
proyector del tipo Leitz-Prado (f =85 mm, 1:2,5) con una
14mpara de 150 watios como fuente luminosa. Por inmersién en|
el revelador empleado en el Egemplo 6, se obtiene dentro de

I,

un nerlodo de 30 segundos una copia positiva ampliada de la

1magen 11neal blanca y negra sobre la dlap051t1va. La copia

ouede ser reprodu01da por 1mpre316n en una pequena prensa
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offset.

Se obtieneﬂ résultados similares si el bis—oftoéster
anterior se sustituye por la miéma pantidgd del acetal poli-
mérico de benzaldehido y trietilenglicol y el fotoiniciador
n? 12 se sustituye por el fotoiniciador n? 20, 2

| o EJBMPLO 8 4
-Una solu016n de recubrimiento constltuida por.‘
4,0 partes en peso del novolak empleado en el Ejemplo 5,
1,2 partes en peéo del préducto de reaccibn de 2,2,5,5-
tetrahidroximetil-ciclopentanona y és—
ter trimet{lico de 4ecido ortof5}hico,

i

0,2 partes en peso del fotoiniciador n? 1,

‘0,01 partes en'feso de violeta cristal y .

¥

94,6 partes en peso de metiletilcetona -
se aplida por centrifugacidn sobré una plancha de’ aluminio

electroliticamente dotada de aspereza y anodizada, de manera

que se obtiene una capa seca de 2,0 g/hz y la plancha se ex-

pone & la manera de imagen durante 40 segundos en las condi~-

ciones establecidas en el Ejemplo 1, con lo que se hace visi-

‘ble un pronunc1ado contraste v1oleta azulado - verde agulado,

Frotando con el revelador empleado en el Ejemplo 6,
lé3plgncha se revela’a uﬁa.imagen.positiva del original,

R-_ En una tirada experimental; se obtuvieron 140.000 co-
pias de buena calidad a ﬁaftir de la plancha de impresién
offset producida, -

7 Se obtienen resultadbs comparables sustituyendo el fo—
t01n1c1ador n? 1 por la’ mlema cantldad de fotoiniciador n? 6,

ne 4 6 ne 18 é por una mezcla de 2 6 de todos estos inicia~

dores.
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EJEMPLO 9 , é?

———

Se produée un fotoprotector de .gran espesor de capa

de trabajo en positivo, como sigue:

29,6 partes en peso del novolak empleado en el Ejemplo 5,

8,9  partes‘en peso del éter b:s(5-et11—5-but11—1 3~d10-
{ f xan~2-1llco) del 2—et11-2—but*_~pro—
i i ’ pano~diol,
0,12 par%es en peso del fotoiniciador n? 5y -
2,1 partes e ﬁpeso de silicio-glicol modificado (auxi-
liar de recubrimiento comercial)

se disuelven|en

59 28 partesien Peso de butan-Z—ona.

Esta ‘solucidn se aplica, mediante una.barra de alam—
bre n? 40, a la superflclerllmpla de cobre del materlal

compuesto empleado en el Ejemplo 2. Manteniendo el mate-

rial durante 12 horas a la temperstura amblente, se evapo-

ra pricticamente el disolvente. Despuds la plancha se seca

de nuevo. durante 15 minutos a 70°C mediante una radiacibn

- imfrarroja.

Asi se.obtiene una capa protectora de 70 ym de espey
sor que se expone & la manera de imagen durante 80-segundos
bajo un original lineal, empleando la lémpara de haluro net

t#1ico de 5 kW del Ejemplo 1 como fuente luminosa y des-

paés puede ser revelada dentro de los 40 segundos por ro-

ciada con wna solucién &1 0,8 % de hidréxido sédico.
- : EJEMPLO 10

Lo eficacia de los nuevos fotoiniciadores como do-—

v

" podores de 4cido fue estudiada incorpordndolos a una com—

" posicibn normalizada de:
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0,5 g del novolak empleado en el Ejemplo 5,

0,15 & del.bls—ﬁrtoéster empleado en el Ejemplo 9,
0,025 g el fotoiniciador y

0,012 g de violeta cristal, disueltos én

12,5 ml-. de metiletilcetona,

P

aplicada por centrifugacidn sobre planchas con superficies

- electroli{ticamente dotadas de aspereza y anodizadas;‘hésta

un espesor.de las capas de 1,5 a 2 ﬁm y después se exponen a
la manera de imagen durante 40 segundos en las condibiones
indicadas en el Ejemplo 1.

Las capas conteniendo los fot01n101adoreo nlns, 2, 9,

10, 11, 154 16, 17 y 19 pueden ser reveladas dentro de-30 sg

fgundos mov1endolas de un lado a ofro en el revelador emp¢ca—

do eﬁ el Ejemplb 6, mientras que la capa que contiene 21 fo-
toiniciador n? 14 reguiere 1 minu%o de revelado con el reve-
lador del Ejemplo 3., En todos los casos, se obbtiene una co-
pia positiva del original. .
. EJEMPLO 11

Unas planchas de aluminio con una superficie electro-
\%;tlcamenue dotada de aspereza y anodlzada se recubre por
centrlfugac16n con uda solucibn de:
4,7 partes en peso . del novolak empleado en el Ejemplo 5,
1,4‘pqrtes en peso del-compuesto capaz de ser escindido

. por un 4cido, 7

0,23 par%es en peso de fotoiniciador,
0,02 partés en peso de violeta cristal y
93,05 partes en peso de butan—Z—ona
de manera que, después de’ secar, se obtlene unae, capa de unos

,7 ym de espesor, Las capas son expuestas 2 la manera de
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'imagéh.%obre todas las 1fneas del espectro con un laser de
argé% ée salida_dé 25 ¥, siendo enfocado el rayo laser me-
dia%ue una lente sobre un punto’con un didmetro de 5 un, Va-
riaqd&‘la velocidad de registro del léser, se determina la
sen31b111dad de cada comblna016n. Por tratamiento c?g 2l re-
veladqr empleado en el Ejemplo 6, las zonas expuestas de las
cagaslse disuelven dentro de 15 a 90 segundos. EL trazo del
laser puede serlrevelédo incluso mds claramente entigﬁagdo

las superficies ho expuestas con tinta grasa..

Se determinaron las sigulentes ve1001dades méximas

.t o
.,«a"'

de‘registro:

4
7y

V61001dad dé re-

Combinacién | ' glstro (m/eeguxb)

© Poliacetal de aldshido propibnico/trie-

$ilenglicol - fotoiniciador no 12, - 50
Poliacetal de benzaldehido/1,5-pentano-

diol - fotoiniciador n? 5 5
Bié—ortoééter de acuerdo con el Ejem— . .

plo 9 - fot01nlclador ne 5 i ' 25

En resumen, la Patente de Invencidn que se sollnlta
’deberé recaer .sobre 1as siguientes:

REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para la preparacién de un mate-

rial de copia sensible a la radiacién, caracterizado porque
en ausencla de radiacidn actlnlca, un compuesto de s-triazi

na sensible a la radlaclon que corresponde a la férmula I:
CHpX3n

e/ R
N::‘A\\Cﬁm}%—m
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~donde

X es bromo o cloro y

m y n son nimeros enteros de 0 a 3 cuya suma no pase
de 5; 3 |

R es un grupo aromdtico ¢ aromético heteroqﬁélico de
2'6 varios nlicleos, sustituido o no sustituido, quérﬁﬁede
estar parcialmente. hidrogenado y que esté unido a ffﬁvés de
un &tomo de carbono insaturado del nicleo, y un compuesto
capaz de reaccionar con los productos de'la,descompgéicién
por la luz del compuesto de sdriazina son disueltos en un
disolvente, & la solucién se aﬁlica a la superficieldé,un
soﬁo}te ¥ se seca a una temperatura elevada para férﬁér sob3
ella una capa foto-sensible. : . . '

2. Se reivindieca por Wltimo como objeto sobre el que

ha de: recaer la patente de invencidén que se solicita por:

UN PROCEDIMIENTO PARA LA'EBEEMRACIQN_DE UN MATERIAL DE COPIA

SENSIBLE ‘A LA RADIACION.
. Todo_ conforme queda descrito y reivindicado en la
presente mémoria descriptiva, que consta dg treinta paginas

Mecanografiadas.
S - .

Madrid, 24 de abril de 1.978

e
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